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Lista 1: Litografia Data de Entrega: 18/07/03

1. Explique porque um processo litografico de multicamadas potencialmente oferece
maior resolucdo que um processo de camada tUnica. No entanto, qual o seu
inconveniente? (ilustre com diagramas das duas sequéncias de processamento)

2. Explique porque quanto maior o contraste de um resiste, maior a resolucdo dos
tragcados transferidos de uma mascara para a superficie de uma lamina.

3. Calcule a distancia minima que pode ser resolvida (limite de Rayleigh) por uma lente
com AN de 0,16 e:

a) Radiagdo de linha G

b) Radiacdo de linha I

Repita os célculos para lentes com AN 0,36.

4. Quantas exposicdes sdo necessarias para expor completamente o resiste em uma
lamina de 150 mm de didmetro uma alinhadora do tipo passo-e-repeti¢do com lente de
AN 0,28 for utilizada? e se for AN 0,36?



